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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明な支持基板上に、第一電極と、当該第一電極に対向配置された第二電極と、前記第
一および第二電極間に配置された有機層とを備えた有機ＥＬディスプレイパネルの製造方
法であって、
　透明な支持基板上に第二電極接続部を含むコンタクト部を形成する工程と、
　透明な支持基板上に第一電極の引き出し線を含む第一電極を形成する工程と、
　前記第一電極間に、第一電極の縁部と一部重なるように絶縁層を形成する工程と、
　前記第一電極を洗浄する洗浄工程と、
　該洗浄された第一電極上に有機層を形成する工程と、
　前記第二電極を形成する工程とを含み、
　前記洗浄工程が、ＵＶオゾン処理、エキシマＵＶ処理、または酸素プラズマ処理により
行われ、この洗浄工程において第二電極接続部、コンタクト部、および第一電極の引き出
し線がマスクによって覆われることを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項２】
　前記マスクは、紫外線の透過率が５％以下のマスクであることを特徴とする請求項１に
記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項３】
　前記コンタクト部を形成する工程の前に、前記透明な支持基板上に、カラーフィルタ層
および／または色変換層を含む色変換フィルタ層、並びに任意選択的に平坦化層およびパ
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ッシベーション層を形成し、色変換フィルタ基板を得る工程をさらに含むことを特徴とす
る請求項１に記載のカラー有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネセンス（以下、有機ＥＬという）ディスプレイの製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機化合物材料のエレクトロルミネセンスを利用した有機ＥＬディスプレイパネルの一
つに、図１に示されるようなパッシブマトリクス型（単純マトリクス型）ディスプレイが
ある。パッシブマトリクス型ディスプレイは、透明な支持基板上の複数の第一電極と、第
一電極に直交する複数の第二電極、これらに挟持された有機層から構成される。第一電極
と第二電極の交差領域の発光部を１単位として１画素が形成され、この画素が複数個配列
することにより表示部分が形成される。
【０００３】
　パッシブマトリックス型ディスプレイでは、各行が選択された時間内で瞬間発光する必
要がある。その結果、液晶デバイス等の電圧駆動型表示素子を使用する場合と比較して大
電流が電極に流れ込むことになる。一方、電圧駆動素子を使用する液晶表示装置では、こ
のような過大な電流が流れることはない。そこで、有機ＥＬディスプレイでは、電流が流
れ込む陰極と駆動回路接続端子との間は、この電流による電圧上昇を抑制するため、陰極
である第二電極が低抵抗のコンタクト部に接続され、コンタクト部が駆動回路接続端子に
接続する構造になっている。
【０００４】
　パネルの大型化、高精細化、高輝度化が進むとコンタクト部の更なる低抵抗化が必要と
なってくると同時に、この陰極とコンタクト部とのコンタクトや駆動回路接続端子とコン
タクト部との低抵抗化も必要となる。
【０００５】
　第一電極および第二電極の縁部は、電極形状が急激に変化するため電界集中が発生しや
すい部位であり、有機発光層が絶縁破壊を起こし、この結果として起こる第一電極と第二
電極の短絡により、第一電極上あるいは第二電極上に並列する全ての画素が常時発光する
等の表示欠陥が発生する。第一電極と第二電極間の短絡（クロストーク）を防ぐ方法とし
て、特許文献１に開示されるように、第一電極および第二電極の縁部に絶縁膜を形成する
方法や、特許文献２に示されるように、絶縁膜材料としてポリイミド、酸化珪素、窒化珪
素等を用いる方法がある。これらの中で絶縁膜材料として、ポリイミドやノボラック樹脂
等の有機材料を用いることの利点は、十分な耐電圧をもつ膜厚をフォトリソグラフ等の方
法を用いて簡便に形成できるることである。この絶縁膜に設ける開口部の一部を利用して
、第二電極とコンタクト部の一端が接続できる。一方、コンタクト部の他端は引き出し線
であるＩＴＯと接続している。コンタクト部にはＭｏ、Ｗ、Ｎｉ、Ｃｒ等の金属を用い、
第二電極としてＡｌやＡｇなどが適用される。特に、第二電極とコンタクト部のコンタク
ト特性は低抵抗だけでなく、流れる電流によりコンタクト部で発生するジュール熱に対し
ても安定であること、すなわちジュール熱によりコンタクト抵抗が上昇しにくいことが必
要であり、より厳しいコンタクト性能が必要とされる。
【０００６】
　一方、有機絶縁膜（絶縁膜の材料として有機材料を用いるもの）を使用する場合、有機
絶縁膜に適用される材料は吸湿性が高いために、有機層の変質をもたらす水分が含有され
る可能性が高く、有機層を形成する前に十分な脱水工程が必要となる。例えば、車載パネ
ル等の高い信頼性の求められる分野に有機ＥＬディスプレイを使用するためには、高温高
湿下等の悪条件でも輝度低下の小さなディスプレイが求められている。特に高温での駆動
では有機材料からの水分放出が加速的に発生し、有機層に拡散する。この水分放出により
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有機層の変質がおこり、発光面積が低下する。
【０００７】
　この他、有機層を形成する前に、電極表面の洗浄や表面改質が行われる（例えば、特許
文献３参照）。この有機層を形成する直前の洗浄工程は有機ＥＬデバイスのキャリア注入
を低減させないためにも必要不可欠である。これらは一般的に、ＵＶオゾン処理、エキシ
マＵＶ処理、酸素プラズマ処理などが適用されている。これらは有機層の製膜前における
電極表面の上の汚れや電極の仕事関数を調整するために実施される。
【０００８】
　前述したように、有機絶縁膜中への水分の吸着を抑制しながら、これらの処理を行うこ
とが必要不可欠である。そのための一つの手段として、高温においてＵＶオゾン処理を行
う方法が考えられている。この方法では、処理中の有機絶縁膜中への水分の吸着を防止し
、かつ電極上の洗浄が行われる。しかしながら、この処理により電極表面に酸化膜が形成
され、これによって発光効率が減少すること（上記特許文献３参照）、および、有機絶縁
膜が分解してコンタクト部へ再付着することによってコンタクト抵抗が上昇することが問
題となっている。
【０００９】
【特許文献１】特許２９１１５５２号公報
【特許文献２】特開平９－３３０７９２号公報
【特許文献３】特開２０００－１２２３６号公報
【特許文献４】特開平５－１３４１１２号公報
【特許文献５】特開平７－２１８７１７号公報
【特許文献６】特開平７－３０６３１１号公報
【特許文献７】特開平５－１１９３０６号公報
【特許文献８】特開平７－１０４１１４号公報
【特許文献９】特開平６－３００９１０号公報
【特許文献１０】特開平７－１２８５１９号公報
【特許文献１１】特開平８－２７９３９４号公報
【特許文献１２】特開平９－３３０７９３号公報
【特許文献１３】特開平５－３６４７５号公報
【特許文献１４】特開平８－３１５９８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記のような製膜前処理における第二電極とコンタクト部との接続界面にお
ける抵抗増大の因子となる絶縁膜のダメージやコンタクト部上の酸化を低減し、駆動電圧
の上昇を低減するための、有機ＥＬディスプレイの製造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、透明な支持基板上に、第一電極と、当該第一電極に対向配置された第二電極
と、前記第一および第二電極間に配置された有機層とを備えた有機ＥＬディスプレイパネ
ルの製造方法に関する。この方法は、透明な支持基板上に第二電極接続部を含むコンタク
ト部を形成する工程と、透明な支持基板上に第一電極の引き出し線を含む第一電極を形成
する工程と、前記第一電極間に、第一電極の縁部と一部重なるように絶縁層を形成する工
程と、前記第一電極を洗浄する洗浄工程と、該洗浄された第一電極上に有機層を形成する
工程と、前記第二電極を形成する工程とを含み、前記洗浄工程が、ＵＶオゾン処理、エキ
シマＵＶ処理、または酸素プラズマ処理により行われ、この洗浄工程において第二電極接
続部、コンタクト部、および第一電極の引き出し線がマスクによって覆われる。さらに前
記マスクは、紫外線の透過率が５％以下のマスクであることが好ましい。
【００１２】
　さらに本発明は、前記透明な支持基板上に、カラーフィルタ層および／または色変換層



(4) JP 4618562 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

を含む色変換フィルタ層、並びに任意選択的に平坦化層およびパッシベーション層を形成
し、色変換フィルタ基板を得る工程をさらに含むことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明による有機ＥＬディスプレイ及びその製造方法によれば、駆動時における電圧上
昇を抑え、低電圧駆動が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、（１）透明な支持基板上に第二電極接続
部を含むコンタクト部を形成する工程と、（２）透明な支持基板上に第一電極の引き出し
線を含む第一電極を形成する工程と、（３）前記第一電極間に、第一電極の縁部と一部重
なるように絶縁層を形成する工程と、（４）前記第一電極を洗浄する洗浄工程と、（５）
該洗浄された第一電極上に有機層を形成する工程と、（６）前記第二電極を形成する工程
とを含む。本発明では、洗浄工程が、ＵＶオゾン処理、エキシマＵＶ処理、または酸素プ
ラズマ処理により行われ、この洗浄工程において第二電極接続部、コンタクト部、および
第一電極の引き出し線がマスクによって覆われることに特徴を有する。
【００１５】
　以下に、本発明を図面を参照して説明する。
【００１６】
　図２は、本発明の有機ＥＬディスプレイの備える第一電極および絶縁膜を説明するため
の部分平面図である。図３はその部分断面図である。なお、図３は、本発明の基本的構成
要素である単色の有機ＥＬディスプレイの場合の図である。従って、カラー有機ＥＬディ
スプレイの場合に、透明支持基板と第一電極の間に設けられるカラーフィルタ層および／
または色変換層（以下、色変換フィルタ層とも称する）、および、平坦化のための平坦化
層（例えば高分子膜層）や防湿のためのパッシベーション層（例えば無機膜層）などの構
成要素は図示していない。しかし、本発明では、図６を用いて後述するように、これらの
構成要素を含めたカラー有機ＥＬディスプレイの製造方法も包含することに留意されたい
。
【００１７】
　図２および図３に示されるように、本発明のパッシブ型有機ＥＬディスプレイは、透明
基板１上に第一電極１７、絶縁膜５、第二電極１８、第二電極とのコンタクト部７（第二
電極を駆動するための駆動部との電気的な接続部３（以下第二電極接続部と称する）を含
む）、有機層２０、および、第二電極間絶縁層６を有する。なお、図３に示すように、第
二電極接続部３を含むコンタクト部７は、第二電極接続部３とコンタクト部７の２つの部
分から構成されていてもよく、一体に形成されていてもよい。ストライプ状に形成される
複数の第一電極１７は外部駆動回路への引き出し線２を含む。第一電極１７上には、発光
に必要な領域を開口部としてもつ絶縁膜５が形成され、この開口部が前記透明な支持基板
１の上で表示部を形成する。なお、カラーフィルタ層や色変換層などの他の構成要素が支
持基板上に形成される場合には、開口部は、有機層からの発光を透過させる部分になる。
【００１８】
　以下に、図４を参照しながら、各工程に沿って本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方
法を説明する。
【００１９】
　工程（１）および（２）（図４（ａ））
　これらの工程は、透明な支持基板上に第二電極接続部を含むコンタクト部を形成する工
程と、第一電極の引き出し線を含む第一電極を形成する工程である。
【００２０】
　まず、透明な支持基板１上に第二電極１８とコンタクトするコンタクト部７（第二電極
接続部を含む）をフォトリソグラフ法により形成する。ついで、透明な支持基板１全面に
スパッタ法を用いてＳｎＯ２、Ｉｎ２Ｏ３、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ：Ａｌなどの導電性
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金属酸化物からなる透明電極膜を形成し、フォトリソグラフ法により、引き出し線２を含
むストライプ状の第一電極１７を形成する。
【００２１】
　第一電極１７は、波長４００～８００ｎｍの光に対して好ましくは５０％以上、より好
ましくは８５％以上の透過率を有することが好ましい。第一電極１７は、通常５０ｎｍ以
上、好ましくは５０ｎｍ～１μｍ、より好ましくは１００～３００ｎｍの範囲内の厚さを
有することが望ましい。
【００２２】
　第一電極１７は、後述する第二電極１８と交差する（好ましくは直交する）方向に延び
る複数のストライプ状電極として形成することが好ましい。本発明では、このような構成
をとることでパッシブマトリクス駆動を行うことができるようにすることが好ましい。
【００２３】
　工程（３）（図４（ｂ））
　この工程は、絶縁膜５を形成する工程である。絶縁膜は、フォトリソグラフ法を用いて
、第一電極１７のストライプの間隙、およびダミーパターン上に形成される。絶縁膜は、
ポリイミドなどの有機ＥＬディスプレイに用いられる通常の材料を使用することができる
。絶縁膜の膜厚などの諸条件は、従来の通りであるが、例えば膜厚は１μｍとすることが
できる。
【００２４】
　必要に応じて、レジスト法により第一電極１７のストライプと直行する方向に伸び、逆
テーパー形状の断面を有する複数のストライプからなる第二電極分離隔壁を形成すること
ができる。第二電極分離隔壁は、例えばフォトレジストを用いる方法や、特開平８－３１
５９８１号公報（特許文献１４）に記載されているような方法を用いて形成することがで
きる。例えば、化学増幅型のネガ型のフォトレジストを用いた場合、レジストを約５μｍ
の膜厚にスピンコートにより塗布し、プリベークを行い、レジストの基板側の架橋密度を
小さくするように、露光量、ポストエクスポージャーベークを行うことにより、レジスト
の基板側から上部にかけて、現像液への溶解速度の分布が発生し、逆テーパー形状を形成
することができる。また、ポジ型のフォトレジストを用いた場合でも、現像液への溶解速
度の分布を持つものを用いて、簡便に逆テーパー形状を形成することができる。
【００２５】
　工程（４）（図４（ｃ））
　この工程は、第一電極、絶縁膜等を形成した透明な支持基板を洗浄する工程である。上
述のようにして第一電極、絶縁膜等を形成した透明な支持基板１を真空乾燥機などの乾燥
機中にいれて乾燥（例えば、１５０℃、１時間）したのち、洗浄を行う。洗浄は、ＵＶオ
ゾン処理、エキシマＵＶ処理、または酸素プラズマ処理を用いて行うことができる。
【００２６】
　本発明では、高温（例えば１５０℃）においてＵＶオゾン処理を行うことが好ましい。
この方法により、処理中の有機絶縁膜中への水分の吸着を防止し、かつ電極上の洗浄が行
われる。さらに、このような処理によって、有機層の製膜前における電極表面の上の汚れ
や電極の仕事関数を調整することができる。
【００２７】
　本発明の洗浄工程では、有機層の製膜が実施される部分を隠すことなく、第一電極の引
き出し線、第二電極とコンタクト部の接合部、および第二電極接続部のみを隠すマスクを
使用する。図５に、本発明における洗浄工程において使用するメタルマスクパターンの一
例（部分平面図）を示した。マスクは、図５に示すように、有機層の製膜が実施される部
分（図中「抜け」と記載された部分）に開口を有し、第一電極の引き出し線２、第二電極
１８とコンタクト部７の接合部、および第二電極接続部３のみを覆う構造を有している。
本発明では、マスクに、図５の波線で囲んだ部分の領域、すなわちコンタクト部７の接合
部を覆う領域を特に設けたことが特徴である。
【００２８】
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　このように有機材料が製膜される面だけを露出することで、電極－有機材料における注
入障壁を妨げることなく、かつ第二電極形成時にコンタクト部での接合抵抗を増加させる
ことなく製膜前処理を実施することが可能となる。
【００２９】
　なお、図５は、上記のように部分断面図であり、マスクは、有機層の製膜が実施される
面を隠すことなく、第一電極の引き出し線２、第二電極１８とコンタクト部７の接合部、
および第二電極接続部３のみを隠す構造であれば、いかなる形状であってもよい。例えば
、透明な支持基板の周囲四辺に第一電極の引き出し線２、第二電極接続部３などが形成さ
れる場合には、第二電極１８とコンタクト部７の接合部と、これらが存在する透明な支持
基板の四辺部分を覆うマスクとすることができる。
【００３０】
　工程（５）（図４（ｄ））
　この工程は、有機層２０を形成する工程である。有機層２０は、有機発光層を少なくと
も含み、必要に応じて正孔輸送層、正孔注入層、電子輸送層および／または電子注入層を
含む。これらの各層は、それぞれにおいて所望される特性を実現するのに充分な膜厚を有
して形成される。たとえば、下記のような層構造からなるものが採用される。なお、これ
らの構造において、陽極として機能する電極が左側に接続され、陰極として機能する電極
が右側に接続される。
【００３１】
　　（１）有機発光層
　　（２）正孔注入層／有機発光層
　　（３）有機発光層／電子注入層
　　（４）正孔注入層／有機発光層／電子注入層
　　（５）正孔輸送層／有機発光層／電子注入層
　　（６）正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子注入層
　　（７）正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子輸送層／電子注入層
【００３２】
　有機発光層の材料としては、任意の公知の材料を用いることができる。たとえば、青色
から青緑色の発光を得るためには、例えば縮合芳香環化合物、環集合化合物、金属錯体（
Ａｌｑ３のようなアルミニウム錯体など）、スチリルベンゼン系化合物（４，４’－ビス
（ジフェニルビニル）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）など）、ポルフィリン系化合物、ベンゾ
チアゾール系、ベンゾイミダゾール系、べンゾオキサゾール系などの蛍光増白剤、芳香族
ジメチリディン系化合物などの材料が好ましく使用される。あるいはまた、ホスト化合物
にドーパントを添加することによって、種々の波長域の光を発する有機発光層を形成して
もよい。ホスト化合物としては、ジスチリルアリーレン系化合物（たとえば出光興産製Ｉ
ＤＥ－１２０など）、Ｎ，Ｎ’－ジトリル－Ｎ，Ｎ’－ジフェニルビフェニルアミン（Ｔ
ＰＤ）、アルミニウムトリス（８－キノリノラート）（Ａｌｑ３）等を用いることができ
る。ドーパントとしては、ペリレン（青紫色）、クマリン６（青色）、キナクリドン系化
合物（青緑色～緑色）、ルブレン（黄色）、４－ジシアノメチレン－２－（ｐ－ジメチル
アミノスチリル）－６－メチル－４Ｈ－ピラン（ＤＣＭ、赤色）、白金オクタエチルポル
フィリン錯体（ＰｔＯＥＰ、赤色）などを用いることができる。
【００３３】
　正孔注入層の材料としては、Ｐｃ類（ＣｕＰｃなどを含む）またはインダンスレン系化
合物などを用いることができる。正孔輸送層は、トリアリールアミン部分構造、カルバゾ
ール部分構造、オキサジアゾール部分構造を有する材料を用いて形成することができる。
用いることができる材料は、好ましくは、ＴＰＤ、α－ＮＰＤ、ＭＴＤＡＰＢ（ｏ－，ｍ
－，ｐ－）、ｍ－ＭＴＤＡＴＡなどを含む。
【００３４】
　電子輸送層の材料としては、Ａｌｑ３のようなアルミニウム錯体；ＰＢＤ、ＴＰＯＢの
ようなオキサジアゾール誘導体；ＴＡＺのようなトリアゾール誘導体；以下に示す構造を
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有するもののようなトリアジン誘導体；フェニルキノキサリン類；ＢＭＢ－２Ｔのような
チオフェン誘導体などを用いることができる。電子注入層の材料としては、Ａｌｑ３のよ
うなアルミニウム錯体、あるいはアルカリ金属ないしアルカリ土類金属をドープしたアル
ミニウムのキノリノール錯体などを用いることができる。
【００３５】
　また、任意選択的に、有機層２０と陰極として用いる電極との界面に、アルカリ金属、
アルカリ土類金属またはそれらを含む合金、アルカリ金属フッ化物などの電子注入性材料
の薄膜（膜厚１０ｎｍ以下）で形成されるバッファ層を設けて、電子注入効率を高めても
よい。
【００３６】
　有機層２０を構成するそれぞれの層および任意選択的な層は、蒸着（抵抗加熱または電
子ビーム加熱）などの当該技術において知られている任意の手段を用いて形成することが
できる。有機層を構成する各層の膜厚などの諸条件も当技術分野において知られている値
を用いることができる。
【００３７】
　工程（６）（図４（ｅ））
　この工程は、第二電極を形成する工程である。第二電極１８は、ストライプ状の電極か
らなり、高反射率の金属、アモルファス合金、微結晶性合金を用いて形成されることが好
ましい。高反射率の金属は、Ａｌ、Ａｇ、Ｍｏ、Ｗ、Ｎｉ、Ｃｒなどを含む。高反射率の
アモルファス合金は、ＮｉＰ、ＮｉＢ、ＣｒＰおよびＣｒＢなどを含む。高反射率の微結
晶性合金は、ＮｉＡｌなどを含む。第二電極１８は、陰極として用いてもよいし、陽極と
して用いてもよい。第二電極１８を陰極として用いる場合には、第二電極１８と有機層２
０との界面に、前述のバッファ層を設けて有機層２０に対する電子注入の効率を向上させ
てもよい。
【００３８】
　第二電極１８は、用いる材料に依存して、蒸着（抵抗加熱または電子ビーム加熱）、ス
パッタ、イオンプレーティング、レーザーアブレーションなどの当該技術において知られ
ている任意の手段を用いて形成することができる。所望の形状を与えるマスクを用いて複
数の部分電極からなる第二電極を形成してもよいし、あるいは、逆テーパー状の断面形状
を有する分離隔壁を用いて複数の部分電極からなる第二電極１８を形成してもよい。
【００３９】
　第二電極１８を構成する複数の電極群のそれぞれは、たとえば、第二の方向に延びるス
トライプ形状であることができる。ここで、第一電極１７に関する第一の方向と、前述の
第二の方向とは交差していることが好ましく、直交していることがより好ましい。そのよ
うな構造を採ることによって、第一電極１７を構成する部分電極の１つと、第二電極１８
を構成する部分電極の１つとに電界を印加することによって、それら電極の交差する部位
の有機層を発光させることができ、パッシブマトリクス駆動を行うことができる。
【００４０】
　第二電極の膜厚などの諸条件も当技術分野において知られている値を用いることができ
る。
【００４１】
　以上のようにして、本発明のパッシブ型有機ＥＬディスプレイを製造することができる
。
【００４２】
　本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、カラー有機ＥＬディスプレイを製造する
方法にも適用することができる。この場合には、透明な支持基板上１に、コンタクト部、
第一電極等を形成する前に、所定の色変換層、カラーフィルタ等の所定の色変換部分を形
成し、必要に応じて平坦化層、パッシベーション層等を形成した後、上記工程（１）～（
６）を実施すればよい。
【００４３】
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　具体的には、図６に示すような構造のカラー有機ＥＬディスプレイを製造することがで
きる。以下に各構成要素について説明する。
【００４４】
　（Ｉ）色変換フィルタ層
　本明細書において、色変換フィルタ層１２、１３、１４は、カラーフィルタ層、色変換
層、およびカラーフィルタ層と色変換層との積層体の総称である。色変換層は、有機層２
０で発光される近紫外領域ないし可視領域の光、特に青色ないし青緑色領域の光を吸収し
て異なる波長の可視光を蛍光として発光するものである。フルカラー表示を可能にするた
めには、少なくとも青色（Ｂ）領域１４、緑色（Ｇ）領域１３および赤色（Ｒ）１２領域
の光を放出する独立した色変換フィルタ層が設けられる。ＲＧＢそれぞれの色変換層は、
少なくとも有機蛍光色素とマトリクス樹脂とを含む。
【００４５】
　　１）有機蛍光色素
　本発明において、好ましくは、少なくとも赤色領域の蛍光を発する蛍光色素の１種類以
上を用い、さらに緑色領域の蛍光を発する蛍光色素の１種類以上と組み合わせてもよい。
これは、光源として青色ないし青緑色領域の光を発光する有機層２０を用いる場合、有機
層２０からの光を単なる赤色フィルタに通して赤色領域の光を得ようとすると、元々赤色
領域の波長の光が少ないために極めて暗い出力光になってしまうからである。
【００４６】
　したがって、有機層２０からの青色ないし青緑色領域の光を、蛍光色素によって赤色領
域の光に変換することにより、十分な強度を有する赤色領域の光の出力が可能となる。発
光体から発せられる青色から青緑色領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色
素としては、例えばローダミンＢ、ローダミン６Ｇ、ローダミン３Ｂ、ローダミン１０１
、ローダミン１１０、スルホローダミン、ベーシックバイオレット１１、ベーシックレッ
ド２などのローダミン系色素、シアニン系色素、１－エチル－２－［４－（ｐ－ジメチル
アミノフェニル）－１，３－ブタジエニル］－ピリジニウムパークロレート（ピリジン１
）などのピリジン系色素、あるいはオキサジン系色素などが挙げられる。さらに、各種染
料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料など）も蛍光性があれば使用することが
できる。
【００４７】
　発光体から発せられる青色ないし青緑色領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する
蛍光色素としては、例えば３－（２’－ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミノ－クマ
リン（クマリン６）、３－（２’－ベンゾイミダゾリル）－７－ジエチルアミノ－クマリ
ン（クマリン７）、３－（２’－Ｎ－メチルベンゾイミダゾリル）－７－ジエチルアミノ
－クマリン（クマリン３０）、２，３，５，６－１Ｈ，４Ｈ－テトラヒドロ－８－トリフ
ルオロメチルキノリジン（９，９ａ，１－ｇｈ）クマリン（クマリン１５３）などのクマ
リン系色素、あるいはクマリン色素系染料であるベーシックイエロー５１、さらにはソル
ベントイエロー１１、ソルベントイエロー１１６などのナフタルイミド系色素などが挙げ
られる。さらに、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料など）も蛍光性
があれば使用することができる。
【００４８】
　さらに、青色領域の光に関しては、有機層２０が発する近紫外光または青緑色光の波長
分布変換を行って青色光を出力する青色変換層を含んでもよい。ただし、有機層２０が青
色から青緑色の光を発する場合、青色カラーフィルタ層のみを用いることが好ましい。
【００４９】
　有機層２０が白色発光する場合には、カラーフィルタ層のみにて所望の色を得ることが
できるが、各色変換層を用いることによりカラーフィルタ層のみの場合よりも高い効率で
３原色の発光を得ることが可能となる。
【００５０】
　なお、本発明に用いる有機蛍光色素を、ポリメタクリル酸エステル、ポリ塩化ビニル、
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塩化ビニル－酢酸ビニル共重合樹脂、アルキッド樹脂、芳香族スルホンアミド樹脂、ユリ
ア樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂およびこれらの樹脂混合物などに予め練り
込んで顔料化して、有機蛍光顔料としてもよい。また、これらの有機蛍光色素や有機蛍光
顔料（本明細書中で、前記２つを合わせて有機蛍光色素と総称する）は単独で用いてもよ
く、蛍光の色相を調整するために２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００５１】
　本発明の色変換層は、該色変換層の重量を基準として０．０１～５質量％、より好まし
くは０．１～２質量％の有機蛍光色素を含有する。前記含有量範囲の有機蛍光色素を用い
ることにより、濃度消光などの効果による色変換効率の低下を伴うことなしに、充分な波
長変換を行うことが可能となる。
【００５２】
　　２）マトリクス樹脂
　次に、本発明の色変換層に用いられるマトリクス樹脂は、光硬化性または光熱併用型硬
化性樹脂（レジスト）を光および／または熱処理して、ラジカル種またはイオン種を発生
させて重合または架橋させ、不溶不融化させたものである。また、色変換層のパターニン
グを行うために、該光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂は、未露光の状態において有機
溶媒またはアルカリ溶液に可溶性であることが望ましい。
【００５３】
　具体的には、マトリクス樹脂は、（ａ）アクリロイル基やメタクリロイル基を複数有す
るアクリル系多官能モノマーおよびオリゴマーと、光または熱重合開始剤とからなる組成
物膜を光または熱処理して、光ラジカルまたは熱ラジカルを発生させて重合させたもの、
（ｂ）ボリビニル桂皮酸エステルと増感剤とからなる組成物を光または熱処理により二量
化させて架橋したもの、（ｃ）鎖状または環状オレフィンとビスアジドとからなる組成物
膜を光または熱処理してナイトレンを発生させ、オレフィンと架橋させたもの、および（
ｄ）エポキシ基を有するモノマーと酸発生剤とからなる組成物膜を光または熱処理により
、酸（カチオン）を発生させて重合させたものなどを含む。特に、（ａ）のアクリル系多
官能性モノマーおよびオリゴマーと光または熱重合開始剤とからなる組成物を重合させた
ものが好ましい。なぜなら、該組成物は高精細なパターニングが可能であり、および重合
した後は耐溶剤性、耐熱性等の信頼性が高いからである。
【００５４】
　本発明で用いることができる光重合開始剤、増感剤および酸発生剤は、含まれる蛍光変
換色素が吸収しない波長の光によって重合を開始させるものであることが好ましい。本発
明の色変換層において、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂中の樹脂自身が光または熱
により重合することが可能である場合には、光重合開始剤および熱重合開始剤を添加しな
いことも可能である。
【００５５】
　マトリクス樹脂（色変換層）は、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂、有機蛍光色素
および添加剤を含有する溶液または分散液を、支持基板上に塗布して樹脂の層を形成し、
そして所望される部分の光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂を露光することにより重合
させて形成される。所望される部分に露光を行って光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂
を不溶化させた後に、パターニングを行う。該パターニングは、未露光部分の樹脂を溶解
または分散させる有機溶媒またはアルカリ溶液を用いて、未露光部分の樹脂を除去するな
どの慣用の方法によって実施することができる。
【００５６】
　　３）構成および形状
　赤色に関しては、赤色変換層のみから形成されてもよい。しかし、蛍光色素による変換
のみでは十分な色純度が得られない場合は、赤色変換層とカラーフィルタ層との積層体と
してもよい。積層体としての膜厚は、１～１０μカラーフィルタ層を併用する場合、カラ
ーフィルタ層の厚さは１～１．５μｍであることが好ましい。
【００５７】
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　また、緑色に関しては、緑色変換層のみから形成されてもよい。しかし、蛍光色素によ
る変換のみでは十分な色純度が得られない場合は、緑色変換層とカラーフィルタ層との積
層体としてもよい。カラーフィルタ層を併用する場合、カラーフィルタ層の厚さは１～１
．５μｍであることが好ましい。あるいはまた、有機層２０の発光が緑色領域の光を充分
に含む場合には、カラーフィルタ層のみとしてもよい。カラーフィルタ層のみを用いる場
合、その厚さは０．５～１０μｍであることが好ましい。
【００５８】
　一方、青色に関しては、カラーフィルタ層のみとすることができる。カラーフィルタ層
のみを用いる場合、その厚さは０．５～１０μｍであることが好ましい。
【００５９】
　色変換フィルタ層の形状は、よく知られているように各色ごとに分離したストライプパ
ターンとしてもよいし、各画素のサブピクセルごとに分離させた構造を有してもよい。な
お、図６においては、色変換フィルタ層として、青色（Ｂ）領域１４、緑色（Ｇ）領域１
３および赤色（Ｒ）１２領域のパターンを示したが、ＲＧＢの配列は任意である。
【００６０】
　（ＩＩ）ブラックマスク
　各色に対応する色変換フィルタ層の間の領域には、ブラックマスク（図６では図示せず
）を形成することが好ましい。ブラックマスクを設けることによって、隣接するサブピク
セルの色変換フィルタ層への光の漏れを防止して、にじみのない所望される蛍光変換色の
みを得ることが可能となる。有機ＥＬディスプレイでは封止を行うことが好ましいが、こ
の封止を妨げないことを条件として、透明な支持基板１上の色変換フィルタ層が設けられ
ている領域の周囲にブラックマスクを設けてもよい。ブラックマスクは、好ましくは０．
５～２．０μｍの厚さを有する。
【００６１】
　（ＩＩＩ）平坦化層（高分子膜層）１５
　色変換フィルタ層を覆う平坦化層１５は、色変換フィルタ層の機能を損なうことなく形
成することができ、かつ適度な弾力性を有する材料から形成することができる。好ましい
材料は、表面硬度が鉛筆硬度２Ｈ以上であり、０．３ＭＰａ以上のヤング率を有し、色変
換フィルタ層上に平滑な塗膜を形成することができ、色変換層の機能を低下させないポリ
マー材料である。より好ましくは、該材料は、可視域における透明性が高く（４００～８
００ｎｍの範囲で透過率５０％以上）、電気絶縁性を有し、水分、酸素および低分子成分
に対するバリア性を有するポリマー材料である。平坦化層１５は、任意選択の層であるが
、上記目的のために設けることが好ましい層である。
【００６２】
　そのようなポリマー材料の例は、イミド変性シリコーン樹脂（特許文献４～６参照）、
無機金属化合物（ＴｉＯ、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２等）をアクリル、ポリイミド、シリコー
ン樹脂等の中に分散した材料（特許文献７、８参照）、アクリレートモノマー／オリゴマ
ー／ポリマーの反応性ビニル基を有した樹脂、レジスト樹脂（特許文献９～１２参照）、
フッ素系樹脂（特許文献１２、１３参照）、または高い熱伝導率を有するメソゲン構造を
有するエポキシ樹脂などの光硬化性樹脂および／または熱硬化性樹脂を挙げることができ
る。これらポリマー材料を用いて平坦化層１５を形成する方法には、特に制限はない。た
とえば、乾式法（スパッタ法、蒸着法、ＣＶＤ法など）、あるいは湿式法（スピンコート
法、ロールコート法、キャスト法など）のような慣用の手法により形成することができる
。
【００６３】
　平坦化層１５は、上記色変換フィルタ層の上部から１～１０μｍ程度の厚さを有するこ
とができる。キャスト法あるいはスピンコート法で形成する場合には、平坦化層１５は、
好ましくは３～１０μｍ程度の厚さを有する。
【００６４】
　（ＩＶ）パッシベーション層１６
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　以上のように形成される色変換フィルタ層、平坦化層等の各層を覆うパッシベーション
層１６が設けられる。パッシベーション層１６は、色変換フィルタ層からの低分子成分お
よび水分の透過を防止し、それらによる有機層２０の機能低下を防止することに有効であ
る。パッシベーション層１６は、任意選択の層であるが、上記目的のために設けることが
好ましい層である。パッシベーション層１６は、有機層２０の発光を色変換フィルタ層へ
と透過させるために、その発光波長域において透明であることが好ましい。
【００６５】
　これらの要請を満たすために、パッシベーション層１６は、可視域における透明性が高
く（４００～８００ｎｍの範囲で透過率５０％以上）、電気絶縁性を有し、水分、酸素お
よび低分子成分に対するバリア性を有し、好ましくは鉛筆硬度２Ｈ以上の膜硬度を有する
材料で形成される。例えば、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＳｉＮｘＯｙ、ＡｌＯｘ、ＴｉＯｘ、
ＴａＯｘ、ＺｎＯｘ等の無機酸化物、無機窒化物等の材料を使用できる。該パッシベーシ
ョン層の形成方法としては特に制約はなく、スパッタ法、ＣＶＤ法、真空蒸着法、ディッ
プ法、ゾル－ゲル法等の慣用の手法により形成できる。
【００６６】
　また、パッシベーション層として種々のポリマー材料を用いることができる。イミド変
性シリコーン樹脂（特許文献４～６参照）、無機金属化合物（ＴｉＯ、Ａｌ２Ｏ３、Ｓｉ
Ｏ２等）をアクリル、ポリイミド、シリコーン樹脂等の中に分散した材料（特許文献７、
８参照）、アクリレートモノマー／オリゴマー／ポリマーの反応性ビニル基を有した樹脂
、レジスト樹脂（特許文献９～１２参照）、フッ素系樹脂（特許文献１２、１３参照）、
または高い熱伝導率を有するメソゲン構造を有するエポキシ樹脂などの光硬化性樹脂およ
び／または熱硬化性樹脂を挙げることができる。これらポリマー材料を用いる場合にも、
その形成法は特に制限はない。たとえば、乾式法（スパッタ法、蒸着法、ＣＶＤ法など）
、あるいは湿式法（スピンコート法、ロールコート法、キャスト法など）のような慣用の
手法により形成することができる。
【００６７】
　上述のパッシベーション層１６は、単層であっても、複数の層が積層されたものであっ
てもよい。パッシベーション層１６の厚さ（複数の層の積層物である場合は全厚）は、０
．１～１０μｍであることが好ましい。
【００６８】
　上述の各構成要素を上述の手法に従って透明な支持基板上に形成し、続いて上記（１）
～（６）の工程を適用し、カラー有機ＥＬディスプレイを製造することができる。
【実施例】
【００６９】
　以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。以下の実施例では、図６を用いて
、本発明を適用したＣＣＭ方式有機ＥＬディスプレイの作製例を説明する。有機ＥＬディ
スプレイは画素数１６０×６４×ＲＧＢ、画素ピッチ０．３３ｍｍで形成した。
（実施例１）
　青色フィルター材料（富士フィルムエレクトロニックマテリアルズ製：カラーモザイク
ＣＢ－７００１）を透明基板１としてのコーニングガラス（５０×５０×１．１ｍｍ）上
に、スピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフ法によりパターニングを実施し，
青色フィルター１４の線幅０．１ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、膜厚１０μｍのラインパタ
ーンを得た。
【００７０】
　蛍光色素としてクマリン６（０．７重量部）を溶剤のプロピレングリコールモノエチル
アセテート（ＰＧＭＥＡ）１２０重量部へ溶解させた。光重合性樹脂の「ＶＰＡ１００／
Ｐ５」（商品名、新日鐵化成工業株式会社）１００重量部を加えて溶解させ、塗布液を得
た。この塗布溶液を、青色フィルターのラインパターンが形成済である、透明基板１上に
、スピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフ法により、パターニングを実施し，
緑色変換フィルター１３の線幅０．１ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、膜厚１０μｍのライン
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パターンを得た。
【００７１】
　蛍光色素としてクマリン６（０．６重量部）、ローダミン６Ｇ（０．３重量部）、ベー
シックバイオレット１１（０．３重量部）を溶剤のプロピレングリコールモノエチルアセ
テート（ＰＧＭＥＡ）１２０重量部へ溶解させた。光重合性樹脂の「Ｖ２５９ＰＡ／Ｐ５
」（商品名、新日鐵化成工業株式会社）１００重量部を加えて溶解させ、塗布液を得た。
この塗布溶液を、青色フィルターおよび緑色変換フィルターのラインパターンが形成済で
ある、透明基板１上に、スピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフ法により、パ
ターニングを実施し，赤色変換フィルター１２の線幅０．１ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、
膜厚１０μｍのラインパターンを得た。
【００７２】
　この蛍光変換フィルターの上に、平坦化層（高分子膜層）１５を形成した。平坦化層１
５は、ＵＶ硬化型樹脂（エポキシ変性アクリレート）をスピンコート法にて塗布し、高圧
水銀灯にて照射することにより、膜厚８μｍ（蛍光変換フィルタ層の上部からの膜厚）で
形成した。この時、蛍光変換フィルターのパターンは変形がなく、且つ、高分子膜層上面
は平坦であった。
【００７３】
　パッシベーション層（無機膜層）１６としてＤＣスパッタ法により室温において、Ｓｉ
Ｏｘ膜を３００ｎｍ形成した。スパッタターゲットにはＳｉを用い、スパッタガスとして
Ａｒおよび酸素の混合ガスを用いた。
【００７４】
　コンタクト部７としてＤＣスパッタ法により室温において、Ｍｏ膜を３００ｎｍ形成し
た。スパッタターゲットにはＭｏを用い、スパッタガスとしてＡｒを用いた。フォトリソ
グラフによりレジストをパターニングした後Ｈ３ＰＯ４：ＨＮＯ３：ＣＨ３ＣＯＯＨ混合
液をエッチング液として用いてパターニングすることにより配線幅３００μｍのパターン
を形成した。
【００７５】
　第一電極としてＩｎ－Ｚｎ酸化物パターンを形成した。第一電極は外部駆動回路との接
続部位から表示パネル内中央まで配線される。ＤＣスパッタ法により室温において、Ｉｎ
－Ｚｎ酸化物膜を２００ｎｍ形成した。スパッタターゲットにはＩｎ－Ｚｎ酸化物ターゲ
ットを用い、スパッタガスとしてＡｒおよび酸素を用いた。フォトリソグラフによりレジ
ストをパターニングした後にシュウ酸をエッチング液として用いてパターニングすること
により配線幅１００μｍのパターンを形成した。
【００７６】
　次いで、フォトリソグラフ法を用いて、透明導電膜（第一電極）１７のストライプの間
隙および、ダミーパターン上に膜厚１μｍの絶縁膜（ポリイミド膜、東レ株式会社製フォ
トニース）を形成した。
【００７７】
　引き続いて、ネガ型フォトレジスト（日本ゼオン製ＺＰＮ１１６８）をスピンコート法
によって塗布し、プリベークを行い、フォトマスクを用いて所定のパターンを焼き付け、
６０秒間にわたって１１０℃のホットプレート上でポストエクスポージャーベークを行っ
た後に現像を行い、最後に１５分間にわたって１６０℃のホットプレート上で加熱を行い
、第一電極１７のストライプと直行する方向に伸び、逆テーパー形状の断面を有する複数
のストライプからなる第二電極分離隔壁を形成した。
【００７８】
　次いで、前記透明導電膜（第一電極）を形成した基板１を真空乾燥機に中にいれ、１５
０℃、１時間放置したのち、１５０℃でＵＶオゾン処理を実施した。その際には、図５に
示すようなメタルマスクを用いた。
【００７９】
　次いで、第二電極分離隔壁以下の構造を形成した基板を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、
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正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子注入層を、真空を破らずに順次製膜した。製
膜に際して、真空槽内圧を１×１０－４Ｐａまで減圧した。正孔注入層として、膜厚１０
０ｎｍの銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を、正孔輸送層として、膜厚２０ｎｍの４，４’
－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）を、有
機発光層として、膜厚３０ｎｍの４，４’－ビス（２，２’－ジフェニルビニル）ビフェ
ニル（ＤＰＶＢｉ）を、そして電子注入層として、膜厚２０ｎｍのＡｌｑ３を積層した。
【００８０】
　次に、真空を破ることなしに、膜厚２００ｎｍのＭｇ／Ａｇ（質量比１０／１）を堆積
させて第二電極を形成して、図６に示した構造を有する有機ＥＬ素子を得た。
【００８１】
　こうして得られた有機ＥＬ素子をグローブボックス内乾燥窒素雰囲気下（酸素および水
分濃度ともに１０ｐｐｍ以下）において、封止ガラス（図示せず）とＵＶ硬化接着剤を用
いて封止した。
（比較例１）
　上記の実施例１と比較するために、１５０℃のＵＶオゾン処理時にマスクを用いずにＵ
Ｖオゾン処理を行った。その他のプロセスは全て実施例１と同等とした。
【００８２】
　実施例１および比較例１について、陰極間抵抗を測定した。その結果を以下に示す。
【００８３】
【表１】

【００８４】
　表の結果から明らかなように、本発明の方法により製造された有機ＥＬディスプレイパ
ネルは、陰極間抵抗が比較例と比べ著しく低下でき、低抵抗化を実現できた。
【００８５】
　なお、本発明では、上記実施例１の色変換フィルタ層の製造工程を省略することで、単
色の有機ＥＬディスプレイを製造することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】パッシブマトリクス型有機ＥＬディスプレイパネルの斜視図である。
【図２】本発明に係る絶縁膜の形成領域を示す図である。
【図３】図２に示すパッシブマトリクス型有機ＥＬディスプレイパネルの断面図である。
【図４】本発明のパッシブマトリクス型有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明するため
の図である。
【図５】本発明にかかるマスク（一部分を示す）を示す図である。
【図６】本発明にかかるカラー有機ＥＬディスプレイの構造を示す概略図である。
【符号の説明】
【００８７】
１　　透明な支持基板
２　　第一電極引き出し線
２１　　第一電極
３　　第二電極接続部
５　　絶縁層
６　　第二電極間絶縁層
７　　コンタクト部
１２　　赤色変換フィルター
１３　　緑色変換フィルター
１４　　青色フィルター
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１５　　平坦化層（高分子膜層）
１６　　パッシベーション層
１７　　第一電極
１８　　第二電極
２０　　有機層

【図１】

【図２】

【図３】
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种有机EL显示器的制造方法，其减少绝缘膜的损
坏和上接触部分的氧化并降低驱动电压上升。解决方案：有机EL显示器
的制造方法包括在透明支撑基板上形成包括第二电极连接部分的接触部
分的工艺，其中包括第一电极的引出线的第一电极是形成在透明支撑基
板上的工艺，其中在第一电极上形成绝缘层使得其部分可以重叠在第一
电极的边缘部分上，清洁第一电极的工艺，其中形成有机层和形成第二
电极的工艺。清洁过程通过UV臭氧处理，准分子UV处理或氧等离子体处
理进行，并且清洁过程由覆盖第一电极连接部分，接触部分和第一电极
的引出线的掩模覆盖。电极。 Ž
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